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(54)【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】
【課題】液晶表示装置の軽量化と薄型化のためにプラス
チック基板を用いると、プラスチック基板は耐熱性、耐
溶剤性に問題がある他に、変形し易いという性質を持つ
ため、プラスチック基板は液晶パネルの製造工程の中で
はガラス基板に比べて取扱いが非常に難しいという問題
がある。
【解決手段】対向基板２００を、液晶パネルの対向基板
として完成させるまでの製造工程において、プラスチッ
ク基板２０１の上に共通電極２１２を形成する工程から
液晶パネルユニットとして切断分離される工程の前の工
程まで、ガラス基板がプラスチック基板２０１の支持基
板としてプラスチック基板２０１に貼合されている状態
で製造される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ２枚の基板を所定の間隔で向き合わせ、
前記２枚の基板の間に液晶を充填することにより形成さ
れる液晶表示装置の製造方法であって、前記２枚の基板
のうち少なくとも一方の基板はプラスチック基板であ
り、前記プラスチック基板は、前記液晶が充填された前
記２枚の基板を切断分離してユニット基板とする前の製
造工程まで、一方の面を支持基板により支持されること
を特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】  第１基板上に薄膜トランジスタ及び配線
を形成する工程と、前記第１基板上に前記薄膜トランジ
スタ及び前記配線を覆う保護膜を堆積させる工程と、前
記保護膜の上に前記薄膜トランジスタに対応する色層及
び前記薄膜トランジスタ上方を遮光するブラックマトリ
クスを形成する工程と、前記保護膜の上に前記色層及び
前記ブラックマトリクスを覆う平坦化膜を堆積させる工
程と、前記平坦化膜の一部を開口して前記薄膜トランジ
スタのソース電極に達するコンタクトホールを形成する
工程と、前記平坦化膜の上に前記コンタクトホールを覆
い、かつ、前記ソース電極と接続される透明画素電極を
形成する工程と、前記平坦化膜上にスペーサを形成する
工程と、前記平坦化膜の上に前記透明画素電極及び前記
スペーサを覆う配向膜を成膜し、引き続きラビング処理
する工程と、前記配向膜上の所定領域を囲む形状にシー
ル材を形成する工程と、前記配向膜の前記シール材に囲
まれた領域に液晶を滴下する工程と、を含む工程により
ＴＦＴ基板を形成し、支持基板と表面を透明電極に覆わ
れた第２基板とを前記支持基板が透明電極と反対側の前
記第２基板の面と接着された構造とする工程と、前記対
向透明電極の上に配向膜を成膜し、引き続きラビング処
理する工程と、を含む工程により対向基板を形成し、前
記ＴＦＴ基板及び前記対向基板を互いの配向膜が向き合
うように重ね合わせて、前記対向基板の配向膜を前記Ｔ
ＦＴ基板のスペーサ及びシール材に接触させる工程と、
前記シール材を硬化させて前記ＴＦＴ基板と前記対向基
板とを接着させて成形前パネルを形成する工程と、前記
第２基板を前記支持基板から剥離する工程と、前記成形
前パネルを切断してパネルユニットとする工程と、前記
パネルユニットを構成する第１基板及び第２基板のうち
少なくとも第１基板の液晶と反対側の面に偏光板を貼り
付ける工程とを有する液晶表示装置の製造方法であっ
て、前記第２基板は、前記第２基板上に対向透明電極を
形成する工程の前に、予め前記対向透明電極と反対側の
面に支持基板が貼り合わせられていることを特徴とする
液晶表示装置の製造方法。
【請求項３】  前記第２基板は、プラスチック基板であ
る請求項２記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項４】  前記支持基板と表面を透明電極に覆われ
た第２基板とを前記支持基板が透明電極と反対側の前記
第２基板の面と接着された構造とする工程において、前*
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*記透明電極は、第２基板と前記支持基板とを接着させた
後に、前記支持基板と反対側の前記第２基板の面に形成
される請求項２又は３記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項５】  前記支持基板と表面を透明電極に覆われ
た第２基板とを前記支持基板が透明電極と反対側の前記
第２基板の面と接着された構造とする工程において、前
記透明電極は予め前記第２基板の一方の面に形成されて
おり、前記第２基板の他方の面と前記支持基板とを接着
させる請求項２又は３記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項６】  前記パネルユニットを構成する第１基板
及び第２基板のうち少なくとも第１基板の液晶と反対側
の面に偏光板を貼り付ける工程において、前記第２基板
の液晶と反対側の面にも偏光板が貼り付けられる請求項
２乃至５のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項７】  前記パネルユニットを構成する第１基板
及び第２基板のうち少なくとも第１基板の液晶と反対側
の面に偏光板を貼り付ける工程において、前記第１基板
の液晶と反対側の面にのみ偏光板が貼り付けられると
き、前記第２基板は、偏光板兼用プラスチック基板であ
る請求項２乃至５のいずれかに記載の液晶表示装置の製
造方法。
【請求項８】  前記支持基板は、ガラス基板である請求
項２乃至７のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置の製
造方法に関し、特に液晶パネルの軽量化、薄型化に採用
されるプラスチック基板を用いた液晶表示装置の製造方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置、特に携帯型情報端末装置
や携帯電話では、液晶パネルの重量を軽くする事や厚み
を薄くすると言ったことが重要な課題の一つとなってい
る。
【０００３】この目的のために、従来では使用されるガ
ラスの密度を下げることやガラスの板厚を薄くすると言
ったことが精力的に行われてきたが、前者はガラスの本
質であるＳｉＯ
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がほとんどの物性値を支配し技術的な

限界に近づいており、また後者はガラスの強度が極端に
落ちるため、製造ラインにおいては設備の大幅な変更を
強いられるだけでなく、最終的なパネルの対衝撃性も悪
化するため、ガラス基板厚の下限は０．４～０．５ｍｍ
程度と言われている。
【０００４】液晶パネルの軽量化、薄型化の例として
は、液晶を駆動するためにＴＦＴ素子などのアクティブ
素子を用いない、いわゆる単純マトリクス方式のモノク
ロ表示液晶パネルが挙げられる。この方式の液晶パネル
では、マトリクスを形成する材料がＩＴＯと呼ばれる比
較的低温で形成できる透明電極材料のため、それらが形
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3
成されるベースの基板としてプラスチック基板などを使
用することが可能であり、実際に携帯型情報端末装置や
携帯電話などに広く使用されている。
【０００５】一方、液晶表示パネルのトレンドとして
は、最近の携帯端末機器の性能向上に伴い表示情報で取
り扱える情報量が増加し、モノクロ表示からカラー表
示、静止画から動画への移行が見られる。
【０００６】しかし、単純マトリクス方式の液晶表示パ
ネルは、液晶の駆動モードとしてＳＴＮ（スーパーツイ
ストネマチック）液晶モードを採っているため、一般的
に普及しているノート型パーソナルコンピュータやモニ
ターに使用されているＴＮ（ツイストネマチック）液晶
モード、かつ、ＴＦＴ素子を用いたアクティブマトリク
ス方式のものに比べると、階調の潰れや残像感が有るな
ど表示品位として充分満足できるものではない。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】そこで、プラスチック
基板上にＴＦＴ素子などアクティブ駆動が可能な素子を
形成する試みが特開平１１－２１２１１６号公報（ガラ
ス基板上にアクティブ素子を完成させた後に素子の形成
されている側にプラスチック基板を貼り合わせ、ガラス
基板を素子の形成されていない側から研磨してガラス基
板を除去する方法）や特開平０９－１１６１５８号公報
（プラスチック基板または厚さ０．５ｍｍ以下のガラス
基板上にアクティブ素子を形成する方法）などに示され
るように精力的に行われているが、技術的な課題が多い
ことや設備として高額な装置を用意しなければならない
など、未だ実用化に至っていない。
【０００８】また、プラスチック基板の上にアクティブ
素子と同様に形成されるカラーフィルタを有する構成の
液晶表示装置では、カラーフィルタが形成されるプラス
チック基板の耐熱性、耐溶剤性が悪いため、カラーフィ
ルタ形成用に選択できる色素、溶剤が限定され、その結
果色再現性に付いても充分とは言えない。従って、軽量
化と薄型化を同時に満足し且つ色再現性に付いてもＴＮ
液晶モードのアクティブマトリクス方式のカラー液晶パ
ネルと同等性能のものが強く要望されている。
【０００９】さらに、液晶表示装置の軽量化と薄型化の
ためにプラスチック基板を用いるとしても、プラスチッ
ク基板は耐熱性、耐溶剤性に問題がある他に、変形し易
いという性質を持つ。従って、プラスチック基板は液晶
パネルの製造工程の中ではガラス基板に比べて取扱いが
非常に難しいという問題も有している。
【００１０】本発明の目的は、ＣＦｏｎＴＦＴ基板を用
い、かつ、軽量化と薄型化を同時に満足させることので
きる液晶表示装置の製造方法を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置の
製造方法は、２枚の基板を所定の間隔で向き合わせ、前
記２枚の基板の間に液晶を充填することにより形成され
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る液晶表示装置の製造方法であって、前記２枚の基板の
うち少なくとも一方の基板はプラスチック基板であり、
前記プラスチック基板は、前記液晶が充填された前記２
枚の基板を切断分離してユニット基板とする前の製造工
程まで、一方の面を支持基板により支持されることを基
本構成とする。
【００１２】本発明の液晶表示装置の具体的な製造方法
は、第１基板上に薄膜トランジスタ及び配線を形成する
工程と、前記第１基板上に前記薄膜トランジスタ及び前
記配線を覆う保護膜を堆積させる工程と、前記保護膜の
上に前記薄膜トランジスタに対応する色層及び前記薄膜
トランジスタ上方を遮光するブラックマトリクスを形成
する工程と、前記保護膜の上に前記色層及び前記ブラッ
クマトリクスを覆う平坦化膜を堆積させる工程と、前記
平坦化膜の一部を開口して前記薄膜トランジスタのソー
ス電極に達するコンタクトホールを形成する工程と、前
記平坦化膜の上に前記コンタクトホールを覆い、かつ、
前記ソース電極と接続される透明画素電極を形成する工
程と、前記平坦化膜上にスペーサを形成する工程と、前
記平坦化膜の上に前記透明画素電極及び前記スペーサを
覆う配向膜を成膜し、引き続きラビング処理する工程
と、前記配向膜上の所定領域を囲む形状にシール材を形
成する工程と、前記配向膜の前記シール材に囲まれた領
域に液晶を滴下する工程と、を含む工程によりＴＦＴ基
板を形成し、支持基板と表面を透明電極に覆われた第２
基板とを前記支持基板が透明電極と反対側の前記第２基
板の面と接着された構造とする工程と、前記対向透明電
極の上に配向膜を成膜し、引き続きラビング処理する工
程と、を含む工程により対向基板を形成し、前記ＴＦＴ
基板及び前記対向基板を互いの配向膜が向き合うように
重ね合わせて、前記対向基板の配向膜を前記ＴＦＴ基板
のスペーサ及びシール材に接触させる工程と、前記シー
ル材を硬化させて前記ＴＦＴ基板と前記対向基板とを接
着させて成形前パネルを形成する工程と、前記第２基板
を前記支持基板から剥離する工程と、前記成形前パネル
を切断してパネルユニットとする工程と、前記パネルユ
ニットを構成する第１基板及び第２基板のうち少なくと
も第１基板の液晶と反対側の面に偏光板を貼り付ける工
程とを有する液晶表示装置の製造方法であって、前記第
２基板は、前記第２基板上に対向透明電極を形成する工
程の前に、予め前記対向透明電極と反対側の面に支持基
板が貼り合わせられていることを特徴とする。
【００１３】上記液晶表示装置の具体的な製造方法は、
種々の適用形態を有する。
【００１４】まず、前記第２基板は、プラスチック基板
である。
【００１５】次に、前記支持基板と表面を透明電極に覆
われた第２基板とを前記支持基板が透明電極と反対側の
前記第２基板の面と接着された構造とする工程におい
て、前記透明電極は、第２基板と前記支持基板とを接着



(4) 特開２００２－３６５６１４

10

20

30

40

50

5
させた後に、前記支持基板と反対側の前記第２基板の面
に形成される、或いは、前記透明電極は予め前記第２基
板の一方の面に形成されており、前記第２基板の他方の
面と前記支持基板とを接着させる。
【００１６】次に、前記パネルユニットを構成する第１
基板及び第２基板のうち少なくとも第１基板の液晶と反
対側の面に偏光板を貼り付ける工程において、前記第２
基板の液晶と反対側の面にも偏光板が貼り付けられる、
或いは、前記第１基板の液晶と反対側の面にのみ偏光板
が貼り付けられるとき、前記第２基板は、偏光板兼用プ
ラスチック基板である。
【００１７】
【発明の実施の形態】本発明の第１の実施形態について
図１を参照して説明する。図１は、液晶表示装置を基板
に直交する平面で丁度ＣＦｏｎＴＦＴ基板のＴＦＴを通
過するように切断したときのＣＦｏｎＴＦＴ基板側の断
面図である。
【００１８】図１に、本発明による液晶表示装置（ＣＦ
ｏｎＴＦＴパネル使用）の断面図を示すように、ＴＦＴ
上にカラーフィルタ１０８、ブラックマトリクス１０９
を露光等によってパターンニングし、更に画素電極１１
２、スペーサとしての柱状スペーサ１１３を設けた構造
に対し、本発明に従って対向電極２１２が形成された対
向基板２００をプラスチック基板２０１で構成してい
る。
【００１９】このプラスチック基板２０１を用いること
により、同じ厚さのガラスを用いた場合に比べ液晶パネ
ルの軽量化が可能となり、またガラス基板と同じ耐衝撃
性を持たせる場合、ガラスに比べて基板の厚さを薄くで
き、ひいてはパネルの厚さを薄く出来る効果を有する。
【００２０】ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００のガラス基板１
０１にはａ－Ｓｉ層１０４が形成されている。このａ－
Ｓｉ層１０４上には、カラーフィルタ１０８、ブラック
マトリクス１０９が設けられ、さらにその上を覆ってオ
ーバーコート１１０が形成されている。また、オーバー
コート１１０に形成されたコンタクトホール１１１を介
して透明金属からなる画素電極１１２が形成されてい
る。そして、これらの膜が形成されたＣＦｏｎＴＦＴ基
板１００は、柱状スペーサ１１３によって液晶１１５を
介して数ミクロンメートルの間隔で本発明により形成さ
れた対向基板２００と対峙している。  かかる構成おい
てプラスチック基板２０１には、ポリカーボネート、ポ
リエーテルスルホン、ポリアリレート等が用いられ、同
じ厚さのガラスを用いた場合に比べ比重が小さいため、
液晶表示装置の軽量化が可能となり、またガラス基板と
同じ耐衝撃性を持たせる場合、ガラスに比べて基板の厚
さを薄くでき、ひいてはパネルの厚さを薄く出来る効果
を有する。
【００２１】本実施形態のプラスチック基板２０１を用
いた対向基板は、図２に示す製造工程フローによってパ
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ネルに組み立てられる。その方法の一例を図１を参照し
ながら以下に具体的に示す。
【００２２】まず、ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００側には、
ガラス基板１０１上に、ゲート電極１０２、ゲート絶縁
膜１０３、ａ－Ｓｉ層１０４、データ線１０５及びソー
ス電極１０６、パッシベーション膜１０７、カラーフィ
ルタ１０８、ブラックマトリクス１０９、オーバーコー
ト１１０、コンタクトホール１１１、透明金属からなる
画素電極１１２を順次形成する。
【００２３】ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００において、画素
電極１１２を形成する前に、感光性アクリル系樹脂の色
レジストを、スピンコート法あるいは印刷法など均一な
膜厚が得られる塗布方法で塗布し、露光、現像、焼成を
各色に付いて行い、所定の位置に所定のカラーフィルタ
１０８を順次形成する。
【００２４】次に、感光性アクリル系樹脂のブラックレ
ジストを同様の塗布方法を用いて所定の位置に塗布し、
パターニングしてブラックマトリクス１０９とする。
【００２５】次に、オーバーコート（有機層間絶縁膜）
１１０として、感光性アクリル樹脂系の透明レジストを
同様塗布方法を用いて所定の位置に塗布し、ソース電極
１０６上の一部をパッシベーション膜１０７と共に開口
してコンタクトホール１１１を形成する。コンタクトホ
ール１１１を覆って透明金属からなる画素電極１１２を
形成すると、画素電極１１２とソース電極１０６とを接
続させることができる。
【００２６】さらに、感光性アクリル系樹脂を用いてパ
ネルに必要となるギャップと同等の膜厚をオーバーコー
ト１１０上に塗布し、６０℃～１２０℃で仮焼成後、所
定のパターンが得られるマスクを用いて露光を行う。そ
の後、現像を行い２００℃～２５０℃で焼成を行うこと
で、所望のパターンを有する柱状スペーサ１１３を得
る。
【００２７】次に、対向基板２００の製造方法に付いて
説明する。
【００２８】まず、膜厚が０．１～０．７ｍｍのプラス
チック基板２０１を板厚が０．４～１．１ｍｍのガラス
基板（図示省略）に接着或いは真空吸着等の方法で保持
固定する。ガラス基板の板厚は、プラスチック基板２０
１を張り合わせた後の総板厚が工程内を特別な改造等を
必要としないで流せる範囲内で任意に選択される。ま
た、ガラス基板とプラスチック基板を接着する場合、ガ
ラス基板の接着を行う面に、天然ゴム系、アクリル系、
合成ゴム系、シリコーン系等のうちセロハンテープやシ
ールのように再剥離が可能な感圧形接着剤をスピンコー
ト法や印刷法等で塗布し、その後プラスチック基板２０
１を接着する。この時プラスチック基板２０１の接着面
には後の工程で剥離が容易になるようにシリコンなどを
コーティングしておいても構わない。また、ガラス基板
とプラスチック基板２０１は同じ大きさにする必要はな
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7
く、後の工程で剥離が容易になるようにプラスチック基
板２０１を若干大きくしておいても構わない。
【００２９】次に、プラスチック基板２０１上に真空ス
パッタやＩＴＯ粒子などを含む透明レジストを塗布して
透明金属からなる共通電極２１２を形成する。この時、
成膜された膜を非晶質から結晶化する為に施される加熱
処理は、成膜中或いは成膜後に関わらずプラスチック基
板２０１の耐熱温度以下で行う。
【００３０】次に、ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００と対向基
板２００のパネル製造工程での製造方法を説明する。
【００３１】まず、ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００と対向基
板２００ともに液晶に接する側、すなわちＣＦｏｎＴＦ
Ｔ基板１００であれば画素電極１１２、対向基板２００
であれば共通電極２１２が形成されている面にポリイミ
ド等などからなる配向膜を印刷や塗布などの方法を用い
て所定の位置に所定の膜厚で均一に塗布し、その後焼成
する。この時の焼成温度は少なくともプラスチック基板
２０１についてはプラスチックの耐熱温度以下で行う。
【００３２】次に、液晶を一定方向に配向するためにそ
れぞれの基板を布等で摩擦するラビング処理を行う。
【００３３】この後、ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００に紫外
線硬化型のシール材をディスペンス描画し、滴下方式を
用いた液晶注入によってシールに囲まれた領域に液晶１
１５を充填する。ここではＣＦｏｎＴＦＴ基板１００に
シールを形成し液晶１１５を充填する例をあげたが、特
にこれに限定されるものではなく、対向基板２００にシ
ールを形成し液晶を充填してもかまわない。
【００３４】次に、液晶１１５が充填されたＣＦｏｎＴ
ＦＴ基板１００に対向側基板２００を重ねあわせ、対向
基板２００側からシール部に紫外線を照射することによ
りシールを硬化させる。
【００３５】しかる後にプラスチック基板２０１に貼合
されているガラス基板を、接着固定であればセロハンテ
ープやシールを引き剥がすようにガラス基板の端部とプ
ラスチック基板２０１の端部をそれぞれ反対方向に引き
離すように剥がし、真空吸着であれば真空を開放してガ
ラス基板とプラスチック基板２０１を分離して非破壊で
取り除き、ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００と対向基板２００
が重ね合わされた基板を所定の大きさに切断し、基板が
向かい合う面の反対側の基板面に、それぞれＣＦｏｎＴ
ＦＴ基板偏光板１１６と対向基板偏光板２１６とを張り
付け、液晶パネルを完成させる。尚、非破壊で取り除い
たガラス基板は再度表面などを洗浄などをして再使用す
る。また、ガラス基板に付いている接着剤などは、アル
コール系や石油系等の有機溶剤で除去する。
【００３６】以上のように、プラスチック基板２０１を
用いた対向基板２００を、液晶パネルの対向基板として
完成させるまでの製造工程において、プラスチック基板
２０１の上に共通電極を形成する工程から液晶パネルユ
ニットとして切断分離される工程の前の工程まで、ガラ
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ス基板がプラスチック基板の支持基板としてプラスチッ
ク基板に貼合されているので、製造工程中においてプラ
スチック基板が曲がることによる製造上の不具合を回避
でき、通常のガラス基板と同様の扱いで処理できるとい
うメリットがある。
【００３７】次に、本発明の第２の実施形態について図
３、５を参照して説明する。
【００３８】第１の実施形態では、偏光板を液晶パネル
の切断後にプラスチック基板に貼り付けたが、第２の実
施形態では、プラスチック基板そのものに偏光機能を持
たせて液晶パネルを製造する方法を示す。
【００３９】本実施形態の図３の偏光板兼プラスチック
基板３０１を用いた対向基板３００は、図４に示す工程
フローによってパネルに組み立てられる。その方法の一
例を以下に具体的に示す。なお、ＣＦｏｎＴＦＴ基板１
００の製造方法は、第１の実施形態と同じであるので説
明は省略する。
【００４０】まず、膜厚が０．１～０．７ｍｍの偏光板
兼プラスチック基板３０１を板厚が０．４～１．１ｍｍ
のガラス基板（図示省略）に接着或いは真空吸着等の方
法で保持固定する。ガラス基板の板厚は、偏光板兼プラ
スチック基板３０１を張り合わせた後の総板厚が工程内
を特別な改造等を必要としないで流せる範囲内で任意に
選択される。また、ガラス基板とプラスチック基板を接
着する場合、ガラス基板の接着を行う面に、天然ゴム
系、アクリル系、合成ゴム系、シリコーン系等のうちセ
ロハンテープやシールのように再剥離が可能な感圧形接
着剤をスピンコート法や印刷法等で塗布し、その後偏光
板兼プラスチック基板３０１を接着する。この時偏光板
兼プラスチック基板３０１の接着面には後の工程で剥離
が容易になるようにシリコンなどをコーティングしてお
いても構わない。また、ガラス基板と偏光板兼プラスチ
ック基板３０１は同じ大きさにする必要はなく、後の工
程で剥離が容易になるように偏光板兼プラスチック基板
３０１を若干大きくしておいても構わない。
【００４１】次に、偏光板兼プラスチック基板３０１上
に透明金属からなる共通電極３１２を真空スパッタやＩ
ＴＯ粒子などを含む透明レジストで塗布し、形成する。
この時、成膜された膜を非晶質から結晶化する為に施さ
れる加熱処理は、成膜中或いは成膜後に関わらず偏光板
兼プラスチック基板３０１の耐熱温度以下で行う。
【００４２】次に、ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００と対向基
板３００のパネル製造工程での製造方法を説明する。
【００４３】まず、ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００と対向基
板３００ともに液晶１１５に接する側、すなわちＣＦｏ
ｎＴＦＴ基板１００であれば画素電極１１２、対向基板
３００であれば共通電極３１２が形成されている面にポ
リイミド等などからなる配向膜１１４を印刷や塗布など
の方法を用いて所定の位置に所定の膜厚で均一に塗布
し、その後焼成する。この時の焼成温度は少なくとも偏
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光板兼プラスチック基板３０１に付いては偏光板兼プラ
スチックの耐熱温度以下で行う。
【００４４】次に、液晶１１５を一定方向に配向するた
めにそれぞれの基板表面の配向膜を布等で摩擦するラビ
ング処理を行う。
【００４５】この後、ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００側に紫
外線硬化型のシール材をディスペンス描画し、滴下方式
を用いた液晶注入によってシールに囲まれた領域に液晶
１１５を充填する。ここではＣＦｏｎＴＦＴ基板１００
にシールを形成し液晶を充填する例をあげたが、特にこ
れに限定されるものではなく、対向基板３００側にシー
ルを形成し液晶を充填してもかまわない。
【００４６】次に、液晶１１５が充填されたＣＦｏｎＴ
ＦＴ基板１００に対向基板３００を重ねあわせ、対向基
板３００からシール部に紫外線を照射することによりシ
ールを硬化させる。
【００４７】しかる後に偏光板兼プラスチック基板３０
１に貼合されているガラス基板を、接着固定であればセ
ロハンテープやシールを引き剥がすようにガラス基板の
端部とプラスチック基板２０１の端部をそれぞれ反対方
向に引き離すように剥がし、真空吸着であれば真空を開
放してガラス基板とプラスチック基板２０１を分離して
非破壊で取り除き、ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００と対向基
板３００が重ね合わされた基板を所定の大きさに切断
し、ＣＦｏｎＴＦＴ基板１００側に偏光板１１６を貼り
付け、液晶パネルを完成させる。尚、非破壊で取り除い
たガラス基板は再度表面などを洗浄などをして再使用す
る。また、ガラス基板に付いている接着剤などは、アル
コール系や石油系等の有機溶剤で除去する。
【００４８】本実施形態においても第１の実施形態と同
様に、製造工程中においてプラスチック基板が曲がるこ
とによる製造上の不具合を回避でき、通常のガラス基板
と同様の扱いで処理できるというメリットがある。
【００４９】
【発明の効果】以上に説明したように、本発明の液晶表
示装置の製造方法では、アクティブマトリクス基板側に
はガラス基板上にＴＦＴとカラーフィルタを形成し、対
向基板側にはプラスチック基板を用いてその上に共通電
極を形成する。この際、対向基板を、液晶パネルの対向
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基板として完成させるまでの製造工程において、プラス
チック基板の上に共通電極を形成する工程から液晶パネ
ルユニットとして切断分離される工程の前の工程まで、
ガラス基板がプラスチック基板の支持基板としてプラス
チック基板に貼合されているので、製造工程中において
プラスチック基板が曲がることによる製造上の不具合を
回避でき、通常のガラス基板と同様の扱いで処理できる
という製造上の効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態を用いて形成される液
晶表示装置の断面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の液晶表示装置の製造
方法を示す製造工程フローである。
【図３】本発明の第２の実施形態を用いて形成される液
晶表示装置の断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態の液晶表示装置の製造
方法を示す製造工程フローである。
【符号の説明】
１００    ＣＦｏｎＴＦＴ基板
１０１    ガラス基板
１０２    ゲート電極
１０３    ゲート絶縁膜
１０４    ａ－Ｓｉ層
１０５    データ線
１０６    ソース電極
１０７    パッシベーション膜
１０８    カラーフィルタ（ＣＦ）
１０９    ブラックマトリクス（ＢＭ）
１１０    オーバーコート
１１１    コンタクトホール
１１２    画素電極
１１３    柱状スペーサ
１１４    配向膜
１１５    液晶
１１６、２１６    偏光板
２００、３００    対向基板
２０１    プラスチック基板
２１２、３１２    共通電極
３０１    偏光板兼プラスチック基板
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